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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月15日(2011.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２８０】
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【表３】
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【表４】

【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２８１】
　以上、本発明を要約すると下記のとおりである。
１．（ｉ）少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラストマー；
　（ｉｉ）多オレフィン性架橋剤；
　（ｉｉｉ）フリーラジカル重合開始剤；
　（ｉｖ）
　　（ｉｖ－ａ）複数のナノシリカ粒子、および
　　（ｉｖ－ｂ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の
少なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコー
ルの存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３
～約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少な
くとも一つ
を含むナノシリカ複合体；
の反応生成物を含む低屈折率組成物。
２．複数のナノシリカ粒子が複数の中実ナノシリカ粒子を含み、そしてここで該複数の中
実ナノシリカ粒子が、低屈折率組成物の少なくとも約１０体積％を占める、上記１に記載
の低屈折率組成物。
３．複数の中実ナノシリカ粒子が、少なくとも約５０％であるが１００％未満の非反応性
置換基で官能化された反応性シラノールを有する、上記２に記載の低屈折率組成物。
４．ナノシリカ複合体が、反応生成物の形成の前に少なくとも約２５℃の温度で少なくと
も約１時間熟成される、上記１に記載の低屈折率組成物。
５．有機酸が、２５℃の水中で少なくとも約４．７のｐＫａを有する、上記１に記載の低
屈折率組成物。
６．複数のナノシリカ粒子が複数の中実ナノシリカ粒子を含み、そしてここで加水分解物
および縮合物の少なくとも一方を形成するために用いられるオキシシランの量および上記
複数の中実ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの上記複数の中実ナノシリカ粒子当たり約０
．８ｇ～約１１０ｇの上記オキシシランである、上記１に記載の低屈折率組成物。
７．複数のナノシリカ粒子が複数の多孔性ナノシリカ粒子を含み、そしてここで加水分解
物および縮合物の少なくとも一方を形成するために用いられるオキシシランの量および該
複数の多孔性ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの該複数の多孔性ナノシリカ粒子当たり約
０．８ｇ～約１２０ｇの該オキシシランである、上記１に記載の低屈折率組成物。
８．方法１による擦過の後に方法４により測定して、約１０以下の擦傷割合を有する耐摩
耗性反射防止コーティングを有する基材を含む物品であって、該耐摩耗性反射防止コーテ
ィングが：
　（ｉ）少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラストマー；
　（ｉｉ）多オレフィン性架橋剤；
　（ｉｉｉ）フリーラジカル重合開始剤；ならびに
　（ｉｖ）
　　（ｉｖ－ａ）上記耐摩耗性反射防止コーティングの少なくとも約１０体積パーセント
を占める複数の中実ナノシリカ粒子；および
　　（ｉｖ－ｂ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の
少なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコー
ルの存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３
～約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少な
くとも一つ
を含むナノシリカ複合体
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の反応生成物を含み；そしてここで該ナノシリカ複合体が該反応生成物の形成前に少なく
とも約２５℃の温度で少なくとも約１時間熟成される物品。
９．複数の中実ナノシリカ粒子が、少なくとも約５０％であるが１００％未満の、非反応
性置換基で官能化された反応性シラノールを有する、上記８に記載の物品。
１０．有機酸が、２５℃の水中で少なくとも約４．７のｐＫａを有する、上記８に記載の
物品。
１１．加水分解物および縮合物の少なくとも一つを形成するために用いられるオキシシラ
ンの量および複数の中実ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの該複数の中実ナノシリカ粒子
当たり約０．８ｇ～約１１０ｇの該オキシシランである、上記８に記載の物品。
１２．複数の中実ナノシリカ粒子が複数の多孔性ナノシリカ粒子をさらに含み、そしてこ
こで加水分解物および縮合物の少なくとも一つを形成するために用いられるオキシシラン
の量ならびに該複数の多孔性ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの該複数の多孔性ナノシリ
カ粒子当たり約０．８ｇ～約１２０ｇの該オキシシランである、上記８に記載の物品。
１３．方法１による擦過の後に方法４により測定して、約１０以下の擦傷割合を有する耐
摩耗性反射防止コーティングを基材上に形成する方法であって：
　（ｉ）
　　（ｉ－ａ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の少
なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコール
の存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３～
約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少なく
とも一つと、
　　（ｉ－ｂ）複数の中実ナノシリカ粒子と
を組み合わせてナノシリカ複合体前駆体を形成させる工程であって、該複数の中実ナノシ
リカ粒子が上記耐摩耗性反射防止コーティングの少なくとも約１０体積パーセントを占め
る工程；
　（ｉｉ）該ナノシリカ複合体前駆体を少なくとも約２５℃の温度で少なくとも約１時間
熟成させてナノシリカ複合体を形成させる工程；
　（ｉｉｉ）該ナノシリカ複合体、少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラスト
マー、多オレフィン性架橋剤、およびフリーラジカル重合開始剤を組み合わせて未硬化組
成物を形成させる工程；
　（ｉｖ）該未硬化組成物のコーティングを上記基材上に塗布して、未硬化組成物コーテ
ィングを該基材上に形成する工程；ならびに
　（ｖ）該未硬化組成物コーティングを硬化させて、これにより、上記耐摩耗性反射防止
コーティングを該基材上に形成する工程、
を含む方法。
１４．複数の中実ナノシリカ粒子が、少なくとも約５０％であるが１００％未満の、非反
応性置換基で官能化された反応性シラノールを有する、上記１３に記載の方法。
１５．有機酸が、２５℃の水中で少なくとも約４．７のｐＫａを有する、上記１３に記載
の方法。
１６．加水分解物および縮合物の少なくとも一つを形成するために用いられるオキシシラ
ンの量および複数の中実ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの該複数の中実ナノシリカ粒子
当たり約０．８ｇ～約１１０ｇの該オキシシランである、上記１３に記載の方法。
１７．ナノシリカ複合体前駆体が複数の多孔性ナノシリカ粒子をさらに含み、そしてここ
で加水分解物および縮合物の少なくとも一つを形成するために用いられるオキシシランの
量および該複数の多孔性ナノシリカ粒子の量が、１００ｇの該複数の多孔性ナノシリカ粒
子当たり約０．８ｇ～約１２０ｇの該オキシシランである、上記１３に記載の方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラストマー；
　（ii）多オレフィン性架橋剤；
　（iii）フリーラジカル重合開始剤；
　（iv）
　　（iv－ａ）複数のナノシリカ粒子、および
　　（iv－ｂ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の少
なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコール
の存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３～
約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少なく
とも一つ
を含むナノシリカ複合体；
の反応生成物を含む低屈折率組成物。
【請求項２】
　方法１による擦過の後に方法４により測定して、約１０以下の擦傷割合を有する耐摩耗
性反射防止コーティングを有する基材を含む物品であって、該耐摩耗性反射防止コーティ
ングが：
　（ｉ）少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラストマー；
　（ii）多オレフィン性架橋剤；
　（iii）フリーラジカル重合開始剤；ならびに
　（iv）
　　（iv－ａ）上記耐摩耗性反射防止コーティングの少なくとも約１０体積パーセントを
占める複数の中実ナノシリカ粒子；および
　　（iv－ｂ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の少
なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコール
の存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３
～約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少な
くとも一つ
を含むナノシリカ複合体
の反応生成物を含み；そしてここで該ナノシリカ複合体が該反応生成物の形成前に少なく
とも約２５℃の温度で少なくとも約１時間熟成される物品。
【請求項３】
　方法１による擦過の後に方法４により測定して、約１０以下の擦傷割合を有する耐摩耗
性反射防止コーティングを基材上に形成する方法であって：
　（ｉ）
　　（ｉ－ａ）炭素－炭素二重結合を有するオキシシランの加水分解物および縮合物の少
なくとも一つであって、ここで該オキシシランを、有機酸および低級アルキルアルコール
の存在下、該オキシシランのケイ素に結合している加水分解性官能基１モル当たり約３～
約９モルの水と接触させることにより形成される、上記加水分解物および縮合物の少なく
とも一つと、
　　（ｉ－ｂ）複数の中実ナノシリカ粒子と
を組み合わせてナノシリカ複合体前駆体を形成させる工程であって、該複数の中実ナノシ
リカ粒子が上記耐摩耗性反射防止コーティングの少なくとも約１０体積パーセントを占め
る工程；
　（ii）該ナノシリカ複合体前駆体を少なくとも約２５℃の温度で少なくとも約１時間熟
成させてナノシリカ複合体を形成させる工程；
　（iii）該ナノシリカ複合体、少なくとも１つの硬化部位を有するフルオロエラストマ
ー、多オレフィン性架橋剤、およびフリーラジカル重合開始剤を組み合わせて未硬化組成
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物を形成させる工程；
　（iv）該未硬化組成物のコーティングを上記基材上に塗布して、未硬化組成物コーティ
ングを該基材上に形成する工程；ならびに
　（ｖ）該未硬化組成物コーティングを硬化させて、これにより、上記耐摩耗性反射防止
コーティングを該基材上に形成する工程、
を含む方法。
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